
РЕФЕРАТ 
 

Роботу викладено на 71 сторінках, вона містить 3 розділа, 45 ілюстрацію, 11 

таблиць і 29 джерел в переліку посилань. 

Об’єктом дослідження стали кремнієві підкладки, що підлягали травленню 

методом метало-стимульованого травлення (МСХТ). 

 Предмет роботи – дослідження оптичних та структурних властивостей 

кремнієвих підкладок після застосування методу МСХТ. 

Метою роботи є дослідження формування наностовпчиків на поверхні 

досліджуваної підкладки та вплив типу підкладки, часу осадження металу, часу 

травлення та вміст розчинів для першого та другого етапів. 

В першому розділі подано огляд літератури, в якому розглядаються основні 

етапи та типи травлення. 

В другому розділі роботи проводився огляд технологічних методів  метало-

стимульованого травлення при обробці кремнієвих пластин та вплив даних 

методів на отримані зразки.  

В третьому розділі наведений технологічний маршрут операції МСХТ 

кремнієвих підкладок, та їх дослідження, а саме: їх спектри відбивання, 

структурні характеристики даних утворень. 

 

ХІМІЧНЕ ТРАВЛЕННЯ КРЕМНІЮ, СОНЯЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, МЕТОД 

MСХТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work presented on 71 pages consists of 3 parts, 45 figures, 11 tables and 

29 sources in the list of references. 

The object of the research was silicon wafers that is subjected to etching by 

metall-assisted etching (MACE). 

 The subject of work – is study the optical and structural properties of the silicon 

wafers after application of the method MSHT. 

The aim is to study the formation nanopillars on the surface of wafers studied and 

the impact of such wafers, deposition time of metal, etching time and content solutions 

for the first and second stages.  

The first section provides an overview of the literature, which describes the main 

types and stages of etching. 

In the second chapter of review conducted technological methods of metal-

assisted etching in the processing of silicon wafers and the impact of these methods on 

samples obtained. 

 In the third section provides a technological route operations MACE silicon 

wafers, and their research, namely their reflection spectras, the structural characteristics 

of these formations. 

 

 

CHEMICAL ETCHING OF SILICON, SOLAR CELLS, THE METHOD 

MACE. 
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